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Efeito da adi¢do do silicio na morfologia, propriedades mecénicas e resisténcia a
oxidacio de filmes finos de NbN depositados por magnetron sputtering reativo.
Aratjo, P.L.L.(1); Rezende, R.L.(1); Magalhaes Matos, M.S.(1); Tentardini, E.K.(1);
(1) UFS;

Filmes finos de nitreto de nidbio (NbN) e nitreto de nidbio com silicio (NbSiN) foram
depositados, por meio da técnica de magnetron sputtering reativo, utilizando teores de
silicio de até 15% at. com o objetivo de analisar a influéncia do silicio na morfologia,
propriedades mecanicas e resisténcia a oxidacdo dos revestimentos de NbN. Para a
deposicao, foram utilizados alvos de Nb e Si posicionados nas fontes de corrente continua
(DC) e radiofrequéncia (RF), respectivamente, variando apenas a poténcia da fonte DC.
Dentre as técnicas utilizadas para a caracterizagao dos filmes, estdo a Espectroscopia de
Energia Dispersiva (EDS), Difragdo de raios X de angulo rasante (GAXRD), microscopia
eletronica de varredura com emissao de campo (MEV-FEG), ensaios de oxidacao e de
nanodureza. Os resultados de EDS confirmaram a obtenc¢ao de filmes com teores em torno
de 5, 10 e 15% at. de silicio. Os difratogramas obtidos das amostras com adi¢do de Si
apresentaram deslocamentos em relagdo aos picos caracteristicos do NbN com mudancas
do plano preferencial de crescimento. As analises das micrografias permitiram observar
o padrao de crescimento dos filmes por meio das imagens de secdo transversal, além de
uma analise superficial das morfologias dos revestimentos depositados antes e apos os
ensaios de oxidagdo, nos quais foram utilizadas temperaturas de até 600 °C. Além disso,
0s GAXRD apds os ensaios térmicos constataram a formag¢ao de 6xido de nidbio em todas
as amostras. Por fim, os ensaios de nanodureza apresentaram mudangas na dureza e no
moddulo de elasticidade dos revestimentos em fun¢ao da quantidade de silicio adicionada.
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